技术参数及要求

	序号
	货物名称
	技术指标/服务内容
	数量

	1
	场发射扫描电镜+能谱仪+电子背散射衍射仪一体化系统
	1. 扫描电镜技术参数要求：

1.1 探针电流≥50nA；

1.2 束流稳定性＜0.4% / 10h；

1.3 ★分辨率：15kV工作电压下≤0.9nm，1kV下≤1.3nm；

1.4 加速电压范围：0.02 kV－30 kV；

1.5 电压步进：以10V为一级连续可变，无需更换模式；

1.6 物镜光阑≥5孔；

1.7 分析工作距离≤10mm；

1.8 ★最大样品尺寸≥170mm；
1.9 样品台控制：5轴；

1.10 ★样品台行程：X ≥ 70 mm；Y ≥ 50 mm；Z ≥ 40 mm；倾斜角度T ≥ 70°；水平旋转角度360°；

1.11 样品仓接口：不少于6个；

1.12 具备低真空模式；

1.13 ★具备电子束减速样品台或镜筒内减速功能；

1.14 具备高位和低位二次电子探测器，能形成样品表面的高分辨率形貌像；

1.15 ★图像输出分辨率：≥7,680×5,760像素；

1.16 配置大面积自动拍摄、拼图软件；

1.17 扫描方式：正常扫描、缩小光栅、定点、线扫描、扫描旋转、倾斜校正；

1.18 设备具有仪器控制系统；

1.19 除原有灯丝，另备两个灯丝，按需发货；

1.20 配备UPS, 断电后可供电镜使用一小时以上。

2. 实时能谱仪技术参数要求：

探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积≥100mm2；

具有封闭式真空系统；

能量分辨率：Mn Ka≤127eV； F Ka ≤64eV；C Ka ≤56eV（@计数率130,000cps）；保证符合ISO 15632:2012标准；

元素分析范围：Be4～Cf98；

探测器可软件控制自动伸缩；

具备元素谱线实时刷新显示功能：可实时观测样品区域变化或者形态转变时，谱图的动态变化过程；

具备元素面分布实时刷新显示功能，在样品台静止状态、移动及改变放大倍数时，均可实时显示电子图像、不同元素分布以及它们的叠加图。样品停止移动时，自动开启面分布图静态采集模式，得到更高清晰度的面分布图。可利用多线程软件控制样品台移动及改变放大倍数；

具备零峰修正功能，开机后无需重新修正峰位；

线扫描分析每条线可包含高达8192点，可从线扫描结果重建单点谱图。可在水平或垂直方向进行多线依次采集；

电子图像最高分辨率可达8192*8192像素；元素面分布图分辨率最高可达4096*4096像素；可在电子图像上叠加元素分布图；可从面分布图上进行点、线谱图重建；

定性分析：可标识矿物能量谱峰，可进行谱重构；

定量分析：可以进行高精度定量修正，具备KLM全谱线系和20kV及5kV高低电压定量数据库；

采用多通道脉冲与图像处理器，具备多探头控制能力，最多可同时控制和处理4个能谱探测器。

电子背散射衍射仪技术参数要求：

全能型CMOS相机，分辨率≥1244*1024，并能够与各主流型号的电镜良好配合；

EBSD在线解析最高标定速度≥5700pps；

取向精度可达0.05度；

采用专门定制的光纤传导系统，荧光屏像素利用率达到100%，适合弱信号分析；

探头仰角自动调节马达，在探测器完全深入状态下，探测器Z轴可通过软件在+/-22.9 mm范围内任意调整，而无需重新校准即可连续采集EBSD数据，可直接分析整块地质薄片；

配有独立的操作手柄，能够实时显示探头位置，可选择直达指定位置或者步进模式控制探头就位；

采用主动式防碰撞传感器设计，在碰撞发生前探测器自动预警并后撤，起到保护EBSD作用；

配有前置背散射探测器，探测芯片≥4块，可通过信号叠加和着色实现伪彩色和取向衬度成像；

软件配置

3.9.1 操作软件可以同时并行数个任务，并支持分屏显示及远程控制；

3.9.2 操作软件完全与能谱仪软件一体化，实现对未知相的相鉴定，能谱EBSD联机分析不降速；

3.9.3 电子图像分辨率可达8192*8192，EBSD面分布图分辨率可达4096*4096；

3.9.4 动态自动背景扣除技术，探测器参数自动优化。切换样品、更换分析位置、以及EBSD探测器伸缩、倾转后均无需重新扣除背景或重新优化；

3.9.5 能对所有对称性（从三斜到立方）晶体材料的EBSP花样进行自动化的标定，且各相的反射面可以独立选择，并可以进行带宽修正，也可以对衍射带边缘及中间进行标定；

3.9.6 配置大容量商用晶体学数据库和矿物专用数据库，数据容量≥5万种，保证数据准确；

3.9.7 采用多条带标定方法（最多可以用12条菊池带进行标定），根据平均角度偏差MAD结构因子进行完全自动化的菊池带识别和花样标定；

3.9.8 配有专用的高精度标定模式和TKD透射样品标定模式，实现更高角度分辨率或者更高空间分辨率的样品的有效标定；

3.9.9 配有EBSD数据后处理软件包，包含且不限于如下功能：

（1）数据修饰；

（2）晶粒统计（尺寸、形态等）；

（3）晶界分析（特殊晶界、孪晶、CSL界面等、相邻及随机取向差曲线及其相似性分析等）；

（4）应变分析（KAM，LAM，GROD，GOS，GND等）；

（5）极图和反极图；

（6）校准EBSD分析时由于漂移导致的与电子图像产生的失真；
离子溅射仪技术参数要求：

4.1 样品室尺寸≥150mm x 165mm，可调高度≥165 mm；

4.2 样品室内具有挡板防污设计，高强度硼硅酸盐钢化玻璃结构；

4.3 样品台直径≥100mm，可同时对多个样品进行移植镀膜处理；

4.4 具有自动蒸镀控制系统和全自动真空监测系统；

4.5 配备原装高纯碳棒和专用精密碳棒削尖器；

4.6 配置膜厚监控仪，测量范围：0到999.9纳米；

4.7 膜厚监控仪分辨率≤0.1纳米，密度范围：0.50到30.00gm/cm3；

4.8 配备原装无油涡轮分子泵真空，泵抽速达到每秒80L，极限真空优于5 x 10-6 mbar；

4.9 具有配套清洁系统、精确气路控制单元。
安装和售后

5.1一年或以上原厂质保，质保期内派遣工程师上门服务；

5.2 培训：提供现场设备操作及应用培训1次以上，固定培训班不少于每个月1次，保证采购人能够独立操作和深层次应用；

5.3 仪器安装：设备原厂工程师现场安装调试；

5.4 提供移机服务一次。
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备注：1、投标人所提供的产品型号、产地等重要信息，需要与仪器机身保持一致。因投标人原因（有且不限于型号有误、出具的净重、参数等证明有误、保税区内税号问题等）造成进口货物无法正常报关产生的一切后果及费用由投标人自行承担。最终无法清关的，投标人须重新发运外贸合同中约定的货物 ；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2、“★”号项参数为重要指标。
